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１．概要（Summary） 
 近年、微小電気機械システム(MEMS)の高性能化・多

品種少量生産化が進められており、高解像度かつ低コス

トでの描画が可能なリソグラフィ技術である電子線リソグラ

フィ(EBL)が注目されている。しかし、単一エミッタによる

EBL は描画速度が遅く、生産性が低いという欠点を持つ。

そのためエミッタを並列化したフィールドエミッタアレイ

(FEA)を開発し、生産性の向上を図る研究が進められて

いる。本研究では FEA をレーザ光によって制御すること

を想定し、透明基板上に FEA を開発することを目的とし

た。そのFEAを製作するためのフォトマスク製作について

報告する。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

高速大面積電子線描画装置 

マスク・ウエーハ自動現像装置群 
【実験方法】 

酸化 Cr とレジストが成膜されたガラス板に、電子線描

画装置を用いて Fig. 1 に示すマスクパターンを描画し、

自動現像装置を用いて現像した後、エッチング装置を用

いて Cr 膜をエッチングした。描画は露光量 14 µC、2 回

露光の条件で行なった。 

 
Fig. 1 Image of photomask pattern 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
製作の結果、Fig. 1 で示したような円形パターンは残ら

ず、アライメントパターンのみが残った。観察されたアライ

メントパターンとその部分に対応する CAD 図面を Fig. 2
に示す。CAD 図面では(b)のように角のあるパターンとし

たのに対し、実際に製作されたマスクは(a)のように丸みを

帯びた形状となった。このことから、今回の描画条件では

過露光であったと考えられる。 

 

Fig. 2  Fabricated alignment pattern (a) and the 
design drawing (b). 
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